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Graphenea erhoht Kapazitat mit AIXTRON BM Pro

Graphen-Produktionstechnologie von AIXTRON beeindruckt durch
Skalierbarkeit, maximalen Durchsatz und hervorragende Homogenitat

Herzogenrath, Deutschland, 20.April 2016 — AIXTRON SE (FSE: AIXA; NASDAQ: AIXG),
ein weltweit fihrender Anbieter von Depositionsanlagen fiir die Halbleiterindustrie, gab heute
bekannt, dass er vom spanischen Unternehmen Graphenea, einem der weltweit flihrenden
Anbieter von Graphen und verwandten Materialien, einen neuen Auftrag fiir ein BM Pro-
System erhalten hat. Der Fokus von Graphenea liegt in der Entwicklung Graphen-basierter
Schichten fiir die Halbleiterindustrie.

Die dritte Generation der BM Pro-Anlage von AIXTRON wurde speziell fiir die Abscheidung
hochwertigen Graphens optimiert. Daneben verfligt die Anlage flir Graphenea Uber den
derzeit hochsten Durchsatz. Graphenea bestellte die Depositionsanlage mit einer 8-Zoll-
Konfiguration im ersten Quartal 2016. Die Lieferung erfolgt im Lauf des Jahres. Die
anschlieBende Installation und Inbetriebnahme des Systems Ubernimmt das europadische
Support-Team von AIXTRON.

Die Wissenschaftliche Direktorin von Graphenea, Dr. Amaia Zurutuza, sagte dazu: ,Unser
bereits vorhandenes AIXTRON BM Pro-System hat sich bei der Produktion von Graphen fir
unsere Erfordernisse als sehr zuverlassig erwiesen. Um die Graphen-Produktion weiter zu
steigern, haben wir uns aufgrund seiner skalierbaren Technologie erneut fiir eine AIXTRON
BM Pro-Anlage entschieden und kénnen so unsere Produktionserfordernisse fiir Graphen in
Bezug auf einen hoheren Durchsatz und groBere Flachen umsetzen. Zudem erfillt das
System unsere Anforderungen an den Betrieb bei hohen Temperaturen sowie an eine
exzellente Homogenitdt. Systemflexibilitdt, geringer Wartungsaufwand, automatische
Rezeptausfiihrung und Prozessunterstlitzung waren weitere zwingende Griinde daflir, dass
unsere Wahl erneut auf AIXTRON gefallen ist."

Jesus de la Fuente, CEO von Graphenea, sagt: ,Diese neue Anlage ist Teil unseres groB3en
Investitionsprogramms zur Einflhrung der Graphen-Technologie in kommerziellen
Bauelementen. Unser Schwerpunkt liegt dabei auf der Integration von Graphen-Materialien
in CMOS-Fabriken (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor = sich erganzende
Metalloxid-Halbleiter), was zunachst mit 8-Zoll-Wafern beginnt und kiinftig auf 12-Zoll-Wafer
erweitert werden soll."
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Graphenea, ein flihrendes Unternehmen im Bereich der Graphen-Produktion und mit
Risikokapital des Olkonzerns Repsol sowie von CDTI (Centre for the Development of
Industrial Technology) finanziert, wurde 2010 gegriindet und hat sich seitdem zu einem der
weltgroBten Anbieter von Graphen entwickelt. Die Hauptsitze des Unternehmens befinden
sich am Nanotechnologie-Cluster CIC nanoGune in San Sebastian, Spanien, und auf dem
Campus des Massachusetts Institute of Technology (MIT) nahe Boston, USA. Das
Unternehmen konzentriert sich auf die konstante Verbesserung der Graphen-Qualitat und hat
sich zu einem verlasslichen Lieferanten entwickelt.

Uber AIXTRON

Die AIXTRON SE ist ein fiihrender Anbieter von Depositionsanlagen fiir die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983
gegriindet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Stadteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Reprasentanzen in Asien, den
USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von
leistungsstarken Bauelementen fiir elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium-
oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen,
Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehodren beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -
Ubertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere
anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen.

Unsere eingetragenen Warenzeichen: AIXACT®, AIXTRON®, Atomic Level SolutionS®, Close Coupled Showerhead®, CRIUS®,
Gas Foil Rotation®, OVPD®, Planetary Reactor®, PVPD®, TriJet®

Weitere Informationen (iber AIXTRON (FWB: AIXA, ISIN DEOOOAOWMPI6; NASDAQ: AIXG, ISIN US0096061041) sind im
Internet unter www.aixtron.com verfiigbar.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Dieses Dokument kann zukunftsgerichtete Aussagen (iber das Geschaft, die Finanz- und Ertragslage und Gewinnprognosen von
AIXTRON im Sinne der "Safe Harbor"-Bestimmungen des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995
enthalten. Begriffe wie "kénnen", "werden", "erwarten", "rechnen mit", "erwdgen", "beabsichtigen", "planen”, "glauben",
"fortdauern" und "schatzen", Abwandlungen solcher Begriffe oder ahnliche Ausdriicke kennzeichnen diese zukunftsgerichteten
Aussagen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen geben unsere gegenwartigen Beurteilungen und Annahmen wieder und gelten
vorbehaltlich bestehender Risiken und Unsicherheiten. Sie sollten kein unangemessenes Vertrauen in die zukunftsgerichteten
Aussagen setzen. Die tatséchlichen Ergebnisse und Trends kdnnen wesentlich von unseren zukunftsgerichteten Aussagen
abweichen. Dies kann durch Faktoren verursacht werden, wie zum Beispiel die tatsachlich von AIXTRON erhaltenen
Kundenauftrage, den Umfang der Marktnachfrage nach Depositionstechnologie, den Zeitpunkt der endgiltigen Abnahme von
Erzeugnissen durch die Kunden, das Finanzmarktklima und die Finanzierungsmdglichkeiten von AIXTRON, die allgemeinen
Marktbedingungen fiir Depositionsanlagen, und das makrodkonomische Umfeld, Stornierungen, Anderungen oder
Verzdgerungen bei Produktlieferungen, Beschrankungen der Produktionskapazitat, lange Verkaufs- und Qualifizierungszyklen,
Schwierigkeiten im Produktionsprozess, die allgemeine Entwicklung der Halbleiterindustrie, eine Verscharfung des Wettbewerbs,
Wechselkursschwankungen, die Verfiigbarkeit offentlicher Mittel, Zinsschwankungen bzw. Anderung verfiigbarer
Zinskonditionen, Verzdgerungen bei der Entwicklung und Vermarktung neuer Produkte, eine Verschlechterung der allgemeinen
Wirtschaftslage sowie durch alle anderen Faktoren, die AIXTRON in offentlichen Berichten und Meldungen aufgefiihrt und bei
der U.S. Securities and Exchange Commission eingereicht hat. In dieser Mitteilung enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen
beruhen auf den gegenwdrtigen Einschdtzungen und Prognosen des Vorstands sowie den ihm derzeit verfligbaren
Informationen und haben Giiltigkeit zum Zeitpunkt dieser Mitteilung. AIXTRON Ubernimmt keine Verpflichtung zur
Aktualisierung oder Uberpriifung zukunftsgerichteter Aussagen wegen neuer Informationen, kiinftiger Ereignisse oder aus
sonstigen Griinden, soweit keine ausdriickliche rechtliche Verpflichtung besteht.
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